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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a plasma. Said plasma is produced in the vacuum chamber (la) of

a vacuum recipient (1) of a device which is suitable for plasma treatment, by means of at least one induction coil (2) which is acted
& upon by an alternating current. The gas used to produce the plasma is introduced into the vacuum chamber (la) via at least one inlet
(3), and the vacuum chamber (1a) is pumped by means of at least one pumping unit (4). In order to influence the density of the
plasma, the induction coil (2) is additionally acted upon by an optionally pulsed direct current.
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Veriffentlicht:
—  mit internationalem Recherchenbericht

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erzeugung eines Plasmas, welches in der Vakuum-
kammer (la) eines Vakuumrezipienten (1) einer zur Plasmabehandlung geeigneten Vorrichtung mit mindestens einer mit Wechsel-
strom beaufschlagten Induktionsspule (2) mindestens miterzeugt wird, wobei das zur Erzeugung des Plasmas verwendete Gas durch
mindestens einen Einlass (3) in die Vakuumkammer (1a) eingelassen wird und die Vakuumkammer (la) durch mindestens eine Pum-
panordnung (4) bepumpt wird, wobei die Induktionsspule (2) Zur Beeinflussung der Dichte des Plasmas zusétzlich durch einen
gegebenentalls gepulsten Gleichstrom beaufschlagt wird.



